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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

強磁性半導体内に超伝導を誘起することによって、超伝導/強磁性ヘテロ構造に生
じる特異な物理現象を観測されることが望まれるとともに、量子ビットに応用可能
なπ接合やトポロジカル超伝導を実現できることが期待される。本研究ではNIMS
の共用設備を用いて超伝導体－半導体－超伝導体の横型のジョセフソン接合を作製
し、超伝導近接効果を観測する電気伝導測定を行う。

実験
Experimental

NIMSの共用設備では、超伝導体－半導体－超伝導体の溝構造を有する横型のジョ
セフソン接合デバイスを作製するための予備実験を行った。超伝導/鉄添加強磁性
半導体ヘテロ構造上に、EB描画装置を用いて幅50nm以下の細線のパターンを作製
する。

結果と考察
Results and Discussion

電子線描画装置を用いて、レジスト上に最小で幅40nmのパターンを作製すること
に成功した。しかし、超伝導体をエッチングする際にパターンの幅が広がってしま
うという問題が生じた。これはレジストと超伝導体の密着性に問題があると考えら
れる。超伝導体のエッチングをなるべく短時間で終わらせるために、アッシングを
行ってから超伝導体のエッチングを試したが、パターンの幅が広がってしまう問題
は解決できなかった。これらの問題の解決は、異なるレジストを試すなどして来年
度以降に試みる予定である。
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超伝導体/強磁性半導体ヘテロ構造上の細線パターン。
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